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Syfte

Kursen avser att ge férdjupade kunskaper i framstillning och karakterisering av
komponenter pd nanometerskalan, avsedda att anvindas sivil inom nanoelektronik som
inom livsvetenskapen. Fokus kommer att ligga pd moderna material- och processtekniker
som idag anvinds inom nanoteknologin, sisom elektronstrile-litografi,
svepelektronmikroskopi, etsning, m.m. I den laborativa delen av kursen kommer
studenterna, i ett projektarbete, att ha tillgang till virt moderna renrum (Lund Nano Lab)
och dir tillverka komponenter m.h.a. de olika processtekniker som nimnts ovan.

Di det dr mycket viktigt att arbete med strukturer pd nanometerskalan sker i en ren och
dammfri miljé, kommer arbetsmetodik och sikerhetsfrigor i renrum att vara ett viktigt

inslag i kursen.

Mal
Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

- forklara och beskriva olika processtekniker samt hur de kan realiseras inom
nanoteknologiomradet

+ redogora for hur ett renrum 4r uppbyggt

« ha praktisk erfarenhet av att arbeta i ett renrum

Firdighet och formaga



For godkind kurs skall studenten

- Formaga att sjilvstindigt utféra avancerad processning i renrumsmiljo

- Formaga att designa enklare komponenter och skriva ett detaljerat processflode for dess
tillverkning

- Formaga att skriva vilstrukturerade tekniska rapporter om halvledarprocessning och

presentera resultaten for kollegor.

Virderingsformdga och forhillningssitt
For godkind kurs skall studenten

inse att det 4r nodvindigt med renrum och en god renrumsdisciplin for att
overhuvudtaget kunna tillverka komponenter och kretsar pa nanoskalan.

Kursinnehall

Féreldsningar, laborationer samt projektarbete

Foreldsningarna kommer att starta med grunderna i renrumsdesign, standarder for
klassificering av renrum, killor av partikelkontamination, luftfloden och filtrering. Olika
typer av renrum kommer att diskuteras med speciell fokus pd nanoteknologiska
halvledarteknik-tillimpningar. Vi kommer att diskutera vikten av att anvinda hégrena
kemikalier- och gaser inklusive avjoniserat vatten. Hantering av kemikalier och
sikerhetsaspekter av arbete med kemikalier kommer att beskrivas i praktiska situationer i

vart renrum (Lund Nano Lab).

I den andra delen av féreldsningarna kommer négra vanliga nanoteknologiska redskap (t
ex elektronstrélelitografi, nanoimprintlitografi, fokuserad jonstrilelitografi sivil som
provpreparering, vitetsning, lift-off etc.) att diskuteras. Korta recensioner (reviews) av
nyligen publicerade vetenskapliga artiklar inom nanoteknologi kommer att delas ut.
Denna kunskap kommer senare att anvindas i det praktiska arbetet i renrummet.

Laborationerna kommer att utféras i sma grupper om 3-4 personer och kommer att
handledas av personer ansvariga fér renrummet. Arbetet i renrummet kommer att
paborjas med att ldra sig hur man anvinder renrumsklider, vilka goda vanor man skall ha
i ett renum, praktisk hantering av kemikalier samt prov- och sikerhetsfriger. Senare
kommer olika nanoteknologiska metoder (ytpreparering, deponering av resist, syreplasma,
ozonrengdring etc.) att visas och liras ut ’hands-on’. Elektronstralelitografi, termisk
forangning, UV-litografi, nanoimprint ir nanoteknologiska redskap for tillverkning som
kommer att anvindas under denna perioden tillsammans med karakteriseringsverkyget
svepelektronmikroskopi.

Som avslutande del av kursen kommer ett projekt att utforas for att fordjupa kunskaperna
inom praktiskt renrumsarbete samt att férstirka formagan att anviinda avancerad
hégteknologisk utrustning och metodik. Projektarbetet kommer att pdga under 4-5
veckor och kommer att fokusera pa ett specifikt forskningsomrade inom avdelningen for
Fasta Tillstindets Fysik. Totalt tre olika projekt kommer att erbjudas under kursen.
Nirmare tid for projektarbetet kommer att bero pa projektets komplexitet och kommer
att justeras direfter. Projektarbetet kommer att handledas av doktorander och/eller
personal vid Lund Nano Lab. Resultaten av projektarbetet kommer slutligen att redovisas

vid en offentlig minikonferens.



Kursens examination
Betygsskala: TH

Prestationsbedémning: Skriftlig tentamen och laborativt projektarbete.

Antagningsuppgifter
Forkunskapskrav:

« FFF110 Process- och komponentteknologi

Begrinsat antal platser: 15

Urvalskriterier: 1. Fortur ges till studenter som har pabérjat ett examensarbete som
involverar halvledarprocessning. 2. Minst 15 hp av kurserna FFF021, FFF042, FAFN15,
FFENOS5, FFF115 och TEK265. 3. Minst antal poing som aterstér till examen.

Kursen kan stillas in: Om firre in 2 anmilda.

Kurslitteratur

- Foreldsningsmaterial (distribueras under kursen).

+ Zheng Cui: Nanofabrication, Principles, capabilities and limits. Springer, 2008, ISBN:
978-0-387-75576-2.

+ W. Whyte: Cleanroom Technology, Fundamentals of Design, Testing and Operation.
John Wiley and sons, 2001, ISBN: 0 471 86842 6.

Kontaktinfo och ovrigt

Kursansvarig: Dr. Ivan Maximov, ivan.maximov@ftf.Ith.se
Hemsida: http://wwwgu.ftf.lth.se/courses/ FFFNO1/Main_page.html
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